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１．概要（Summary） 

真空技術は金属蒸着やアクティブイオンエッチン

グなど様々な半導体製造プロセスに応用され，現在で

は欠かせない技術の一つである．そのため，真空圧力

を正確に測ることは真空技術の基盤として重要であ

る．近年は MEMS 技術を用いてダイヤフラムゲージ

やピラニゲージといった真空計が開発された．しかし，

これらの真空計は測定レンジが狭く気体の種類に依

存するものもある． 

そこで本研究ではワイドレンジで気体の種類に依

存せず計測できる真空計を製作した．計測原理は，真

空圧力と飽和水蒸気圧との差圧を，ピエゾ抵抗カンチ

レバー型差圧センサで測定するというものである．製

作したカンチレバーの上面にはピエゾ抵抗層が形成

されており，カンチレバーの上面と下面の圧力差によ

って生じる歪み量を抵抗変化率から求める．製作した

真空計を用いて真空圧力の計測を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高 速 大 画 面 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 

F5112+VD01)、高速シリコン深掘りエッチング装置

(SPTS MUC-21 ASE-Pegasus 4) 

【実験方法】 

実験セットアップは本研究で製作した差圧センサ

とリファレンス用の２つの真空計からなり，カンチレ

バーの抵抗変化率と実際の差圧を測ることができる．

差圧センサで隔てた２つのチャンバーの一方に水を

入れ，もう一方から真空引きを行った．センサの製作

において，ナノテクプラットフォームが有する高速大

画面電子線描画装置を利用して EB 描画マスクを作製

した．また，高速シリコン深掘りエッチング装置を利

用してドライエッチングを行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

真空引きの間，水蒸気圧は約 1300 Paで安定するこ

とがわかった．キャリブレーションを行い，カンチレ

バーの抵抗変化率から1000 Paまでの差圧を測ること

ができた．制作した真空計を用いて 1400 Paから 200 

Paの真空圧力を 0.1 Paの分解能で測定できることを

確認した． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 
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